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１．概要（Summary）

原子層堆積装置を使って ZrO2 を 300 サイクルで成膜

し、パージ時間を延ばすことでどうのように表面状態が変

化するのか検証した。その SEM 分析の機器代行依頼を

した。その結果、ALD 成膜が成功していることを確認し、

その膜厚が 38.5nm であった。

２．実験（Experimental）
【利用した主な装置】

インラインモニター用超高分解能電界放出型走査電子

顕微鏡

【実験方法】

洗浄などの下処理をせず、パターンなし Si 基板チップ

上に原子層堆積装置（米国 Anric Technologies 社製

Model AT-400）で ZrO2 を成膜した。窒素のキャリアガス

が 流 れ て い る と こ ろ に 、 プ リ カ ー サ ー は ①

Tetrakis(dimethylamino)Zirconium ② H2O (水)を
使用し、交互にそれぞれの前駆体材料のバルブを開くこ

とを 300 サイクル繰り返した。チャンバーの温度は 225℃

に設定した。想定した成膜速度は 0.94A/サイクル。

３．結果と考察（Results and Discussion）

成膜後目視で基板の変色が見られたが、表面粗さまで

は確認できず。SEM により表面の状態を確認した。結論

として、パージ時間の変更で ZrO2 粒径や密度の変化は

見られない。取得した SEM 画像を下記に付ける。

パージ時間（標準）： 6 sec (x 20k)

パージ時間（標準）： 6 sec (x 100k)

パージ時間： 9 sec (x 20k)

パージ時間： 9 sec (x 100k)



パージ時間： 12 sec (x 20k)

パージ時間： 12 sec (x 100k)

４．その他・特記事項（Others）

・ALD: Atomic Layer Deposition の略、原子層堆積の

こと。
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